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摘要(译)

公开了一种制备光学膜的新方法。该方法包括以下顺序的步骤（1） - 
（3）:( 1）在取向膜的表面上制备包含可聚合液晶化合物和二色性聚合
引发剂的可聚合组合物层; （2）将所述可聚合液晶化合物的分子以第一
取向状态排列在所述层中; （3）用偏振紫外光照射所述层，使所述可聚
合液晶化合物聚合，并将所述可聚合液晶化合物的分子固定在第二取向
状态，从而形成光学各向异性层，其中偏振紫外光的百分比相对于每单
位面积的偏振紫外光的能量密度（J / cm 2），具有1至8的消光比不大于
15％。
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